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キッツエスシーティー純水昇圧装置 DWP 型は半導体製造プロセスで平坦化処理工
程の CMP 装置へ供給する純水を加工に必要な圧力へ昇圧する装置です。
CMP(Chemical Mechanical Polishing) 装置には、半導体工場内の超純水主管圧力
(0.03 〜 0.15MPa) よりも高い供給圧力 (0.25 〜 0.35 MPa) が必要とされています。

優れた圧力制御機能

■主管圧力変動時

■純水使用流量変動時

圧力・流量が変動しても、供給圧力はほぼ一定です。
（上記データは供給圧力 0.3MPa 設定の場合です。）

■操作パネル

DWP型
純水昇圧装置
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◎CMP装置に必要な純水圧力を安定供給
　純水昇圧装置出口側水圧によりポンプ回転数を制御していますので、主管圧力の変動や CMP 装置側の純水使用流量に変動があっても、供給圧力
　の変動を少なくすることができます。

◎省エネルギーを実現
　ポンプの回転数をインバータ制御することにより動力ロスを無くし、モータの発熱・純水の温度上昇を抑えます。

◎接液部は金属イオンの少ない材質で構成
　ポンプの接液材質は PFA、PTFE および SiC、また配管材質も PVDF、PFA、PP で構成されており、金属イオンの溶出が少ない材質を使用しています。

◎インターロック機能による安全設計
　純水昇圧装置の入口純水圧力低下と純水昇圧ポンプ本体表面温度の上限でインターロックをとることにより、ポンプの空運転や締め切り運転を
　防止します。

◎パーティクルの発生を防止
　ポンプにはシールレス（マグネット駆動）タイプを採用、軸および軸受けは硬度の高い SiC で構成されており、摩耗による汚染は最小限です。
　（レビトロポンプ仕様も対応しております。）
　さらにポンプの 2 次側に 0.1μm のフィルターを標準装備していますので、パーティクルの流出を防止します。

■主な特徴

配管系統

超
純
水

供給流量 25ℓ/min 50ℓ/min 75ℓ/min 100ℓ/min
出口口数 1 2 3 4
戻り流量 3ℓ/min 5ℓ/min 8ℓ/min 10ℓ/min
入口接続 20A CPVC ソケット 40A CPVC ソケット
出口接続 20A CPVC ソケット

戻り口接続 16A CPVC ソケット
入口圧力 0.10 〜 0.20MPa
出口圧力 0.40 〜 0.50MPa

設置環境条件 屋内：気温 15 〜 26℃・湿度 90％以下・非危険場所
接液部材質 PP・CPVC・PVDF・PTFE・PFA・SiC

純水昇圧ポンプ 1.5kW 3.7kW
電源 AC200V・50/60Hz・3 相
接地 D 種

操作空気源 0.6 〜 0.7MPa
フィルタ 0.1μm × 10" フィルタ内蔵
外装材質 PVC（アイボリー・正面メンテナンスパネルは透明）＊＊PPまたはステンレス仕様も対応しております。

■参考仕様

※帯電防止装置内蔵タイプも対応しております。
※レビトロポンプ仕様も対応しております。

W D E

H

出口
ソケット

入口
ソケット

■参考寸法

製品記号 W D E H
25ℓ/min 500 1200 100 1600
50ℓ/min 500 1200 100 1600
75ℓ/min 750 1300 100 1600

100ℓ/min 750 1300 100 1600

単位：mm




